
A 离峰背景校正 
B 拟合背景校正 (FBC) 
C 分析波长 
D 不使用 FBC 时的误差

波长

ICP-OES 远离背景和干扰困扰

准确、轻松、可靠

ICP Expert 软件提供的算法助您获得准确可靠的结果 

安捷伦提供两种不同的 ICP-OES 背景校正算法：

 – 拟合背景校正 (FBC)，用于准确、快速地校正简单和复杂的背景

 – 快速自动曲线拟合技术 (FACT)，用于校正高度复杂的背景 

拟合背景校正 (FBC)

特点

 – 采用精细的数学算法对分析物谱峰中的真实背景信号建模

 – 自动准确地校正简单和复杂的背景结构

 – 轻松处理难以设定离峰校正点的谱图背景

 – 远离令人困扰的离峰背景点选择工作

安捷伦的拟合背景校正可自动完成准确的背景校正，即使对于难以设定离峰校正点的谱图也是如此 
 （右图）

拟合背景校正可计算真实的背景信号，提高准确度，节省
方法开发所需时间
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FACT（快速自动曲线拟合技术）

谱图数据

干扰物
样品谱图
分析物

通过 FACT 消除光谱干扰
Fe 在 Cd 214.438 nm 处产生的干扰的光谱解析。如图所示：
A. 土壤样品中的峰
B. 干扰物的 FACT 模型
C. Cd 分析物的校正信号
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强
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元素与波长 (nm) 离峰 MDL (ppm) 拟合 MDL FACT MDL (ppm)

Pb 261.618 1.69 1.363 0.119

使用 Agilent 5100/5110 ICP-OES，采用离峰、拟合和 FACT 背景校正技术，测定汽油的煤油稀释
液中 Pb 261.618 nm 的方法检测限。使用 FACT 对汽油的煤油稀释液的复杂结构背景建模，可更为
准确地测定分析物信号，降低检测限

特点

 – 相比元素间干扰校正 (IEC) 技术，FACT 

能够更简单便捷地消除复杂的质谱干扰

 – 通过使用一种更加复杂的谱图建模技术，
准确校正质谱干扰

 – 可对高度复杂的背景结构进行准确的背景
校正，这是其他技术不能实现的

优势

 – 简单易用：通过分别测定预期组分（通常
为空白溶液、纯分析物溶液和纯干扰物溶
液）来创建 FACT 模型 

 – 节省时间：可以在采集分析数据之前或
之后创建 FACT 模型，从而减少样品前处
理工作，避免样品重新分析和错误的数据 

分析

 – 改善有机溶剂等复杂样品的检测限，而此
类样品通常会产生复杂的结构背景
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